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Autor v posuzované bakalatské praci shrnuje vysledky svého experimentalniho usili zvladnout
tvorbu taliové rekonstrukce 1x1 na povrchu Si(110) a nalézt optimalni parametry pro definovanou
piipravu povrchu s minimem defekt. Experimenty byly provadény in situ v ultravakuovém STM
systému, kde byl povrch nasledné zkouman s atomarnim rozliSenim. Na zakladé ptilozenych STM
snimkil autor ukazuje zavislost kvality povrchu na depozicni teploté talia, az nachazi optimalni



podminky pro tvorbu povrchu s velkymi rekonstruovanymi plochami a minimem defektt. Data pfi-
tom nazorn¢ ukazuji znatelny nartist kvality rekonstrukce pii dosazeni optimalni teploty substratu
pii depozici (210 °C) ve srovnani teplotou nevyrazné nizsi (195 °C).

Témto experimentiim predchazeji analogické experimenty na Si(110) s cilem nalézt podminky pro
vznik kifemikové rekonstrukce 16x2. Tento povrch slouzi jako vychozi substrat pro depozici talia,
a tak je zvladnuti jeho ptipravy dillezitym krokem. Autor pfitom srovnava nékolik publikovanych
postuptl ptipravy, zkousi je, az nachazi postup fungujici v jeho experimentalnim systému. Pfitom si
osvojuje praci v UHV podminkéch, s literaturou, hlavné ale také ziskava zkusenosti se ziskavanim
dat v STM, jejich zpracovanim a jejich interpretovanim.

V zavéru prace autor testuje ziskany taliovy rekonstruovany povrch jako substrat pro kodepozici
ftalocyaninu méd’natého a fluorovaného ftalocyaninu méd’natého, a ukazuje velmi poutavy vysle-
dek, ze molekuly na povrchu tvofi jak 2D plyn, tak oblasti s pravidelnou dlazdénou strukturu.

Bakalarska prace je vystavéna klasicky, pocinaje teoretickym tivodem k fyzikalni problematice zvo-
leného systému, vyznamem povrchu Si(110) a pifehledem zajimavych elektronickych jevi a inter-
akcemi s riznymi kovovymi adsorbaty. V této ¢asti prace vsak postradam jakékoliv tematické pro-
pojeni s duchem druhé poloviny ndzvu préce, tj. pro¢ mél byt povrch zamyslen pro depozici orga-
nickych molekul. Piedpokladam, ze tak autor u¢ini béhem obhajoby, a pokud ne, tak aby toto po-
vazoval jako téma k diskuzi.

Gramatickou stranku jazyka jako nemluv¢i slovenStiny nemohu hodnotit, ale ze stylistického hle-
diska bych v nékterych ¢astech ofekaval védecky presnéjsi vyjadiovani, a to zejména v diskuzni 8.
kapitole (Defekty). Autortiv popis pozorovanych defektl povrchu Si(110)-Tl-(1x1) je s ptihlédnu-
tim ke slozitosti tematiky pomérné vagni, pficemz mi obcas Cinilo potize pochopit sdéleni. Autor
pojem schod pravdépodobné pouziva ve vyznamu stupen, tedy jako ostriivek, a ne jako hranici pte-
délu mezi dvéma atomarnimi vrstvami. Opatieni této ¢asti prace jednoduchym obrazkem s piehle-
dem vyznamnych defektl spolu s nacértem modelu by tak namisto odkazl k obrazklim zpétn¢ do
textu bylo vyznamné napomohlo srozumitelnosti sdéleni.

Z formalniho stranky prace bych pak podotkl, Ze jsem odpozoroval rozkolisany zapis ftalocyaninu
(s 1y, f/F-s.35, CuPc¢/FCuPC) a hojny zapis jednotky Watt s malym w (str. 26-28). Z grafické
stranky nelze nez doporucit zdrzet se uziti zelenych a Cervenych popiskli na oranzové zbarvenych
STM obrazcich, jelikoz i pfes dobry kontrast na monitoru mohou — jako tato prace ukazuje —
pusobit v tisténé podobé problémy s Citelnosti. Dale pak musim vytknout, ze polozky v seznamu
pouzité literatury maji rozkolisany styl citovani a misty zcela chybi interpunkce (napf. srov. [1] a

[31a[9D.

Z celkového pohledu Peter Slezak v bakalatské praci prokazal schopnost pod vedenim svého skoli-
tele provést reSersi védecké literatury, naucil se pfipravovat vzorky, zobrazovat je v STM a také je
rozumng¢ interpretovat a piinesl nova a zajimava data. Doporucuji proto jeho praci piijmout.

Pripadné otazky pri obhajobé a naméty do diskuze:

1. Viz ma poznamka vySe — v uvodu jste nezminil, pro¢ by povrch mél byt zamyslen pro depozici
organickych molekul. Pokud toto nebylo pii obhajob¢ prace jiz zminéno, povazujte toto jako
dopliujici otazku.



2. Str. 33, diskuze defekti, druhy odstavec: Zde tvrdite, ze jste jako finalni teplotu pro depozici talia
pro nejkvalitngjsi rekonstrukei Si(110)-Tl-(1x1) zvolili 195 °C, avSak na str. 29 tvrdite, Ze jako
finalni teplotu jste oznacili 210 °C. Ktera z téchto hodnot je tedy finalni?

3. Vami popisované¢ malé schody (odst. 3, str. 33) jsou dle ptedpokladu tvoteny kiemikovymi
atomy tvoftici ostrivek (odkazujete na obr. 12 <e>). Vznikaji tyto ostrivky pod vlivem depozice
talia nebo na povrchu vznikaji i bez depozice talia? Pozorovali jste ptipadné zmény ostravkd, ale
1jinych casti vzorku béhem skenovani?

4. Str. 34, kapitola 8.1: Popisujete, Ze bodové defekty mohou vysvétlovat, pro¢ na obrazku 18 <b>
pozorujeme chybéjici molekuly CuPc v pravidelné dlazdéné struktute. Pfijde mi pozoruhodné,
ze na daném obrazku chybi pouze molekuly CuPc, avSak ne jiz molekuly FCuPc. Pozorovali jste
1 mista, kde by chybély molekuly fluorovaného ftalocyaninu méd’'natého? Pokud ne, napada vas
néjaké vysvétleni?

Praci

doporucuji

U nedoporucuji

uznat jako bakalatskou.

Navrhuji hodnoceni stupném:
U vyborn¢ [l velmi dobfe U dobfe U neprospél/a

Misto, datum a podpis oponenta:

V Praze, 12. Cervna 2018



